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Microstructure and innovative behaviors of multicomponent thin films

Bevezetés:

A vékonyrétegek térhdditasa a technoldgiai &gazatokban a minimalis anyagfelhasznalasnak és
sokoldalisdguknak koszonhet6. A mechanikai bevonatok, mikroelektronikai félvezet és
optikai rétegrendszerek fizikai és kémiai tulajdonséagait az dsszetételiik, szerkezetik és
morfologiajuk hatirozza meg. Az el6allitasi paraméterek és ezen tulajdonsagok dsszefliggései
két ill. tobbkomponensii rendszerekben csak kis mértékben ismertek.

Az aktualis félévben elvégzett kutatasok ismertetése:

Doktori témamban tobbkomponensti vékonyrétegek eldallitasaval és mikroszerkezetiik
jellemzésével foglalkozom, kilénds tekintettel a rétegosszetétel, a mikroszerkezet és a
mechanikai tulajdonsagok kozotti 6sszefuggésekre. Az 1. szemeszterben tobbek kozott a jelen
kutatasi munkahoz elengedhetetlen mérési modszerekkel ismerkedtem meg.

Részt vettem az ELFT szervezésében megrendezésre keriild egyhetes Vakuumtechnikai
tanfolyamon Debrecenben, ahol megismertem a vékonyrétegek készitéséhez és jellemzésehez
szlikséges technikakhoz nélkiil6zhetetlen vakuumrendszereket, szivattyukat, vakuumméroket.

Az EK MFA Vékonyrétegfizika Laboratériumaban elsajatitottam az UHV magnetronos
porlasztd hasznalatat és a hozza kapcsolodo Kiseérleti technikakat. Szamos mintat készitettem
TEM, ellipszometrias, ill. nanoindentacids mérések céljabdl. A mintakészités soran gyakran
alkalmaztam az Uun. mikrokombinatorikus modszert [1], melynek segitségével kétkomponensii
anyagok teljes koncentraciotartomanya lefedheté egy mintan beliil.

Megtanultam és sikerrel alkalmaztam a hagyomanyos TEM mintapreparalasi mddszereket
(sik-, ill. keresztvékonyitas).

Elsajatitottam a transzmisszios elektronmikroszkopia alapvetd vizsgalati technikait (dark field,
bright field, SAED, STEM, EDS), valamint elvégeztem egy YTiO mikrokombinatorikus minta
teljes vizsgalatat a fent emlitett modszerekkel. Ezen adatok alapjan azonosithatéak voltak a
mintaban az dsszetétel fliggvényében kialakulo egyes kristalyos fazisok (1. és 2. abra).

Az ELTE anyagfizikai tanszékén nanoindentaciés méréseket végeztink YTIO mintan,

crc

keménységet.



Y/T/O (at%):
42/0/58 % ~ 28/8/64% 1/47 /52 %

1. &bra: YTiO kombinatorikus minta a,b,c, TEM felvételei és a hozz4juk tartoz6 d,e,f, SAED
abrak. d, és f, gytrii polikristalyos, mig e, diffiz gyiriii amorf szerkezetet mutatnak.
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2. dbra: YTiO kombinatorikus TEM minta SAED abrainak kiértékelése a ProcessDiffraction
szoftver segitsegével [2].



Tanulmanyi tevékenyséq:

- Racshibak 1. EA. (FI1Z/1/024), érdemjegy: Jeles (5)

- Transzmisszios elektronmikroszkopia és elektrondiffrakcio EA. (FIZ/1/021E), (beszdmold
idépontjaig nem keriilt sor vizsgara)

Oktatasi tevékenyséq:

- Klasszikus fizika laboratorium (Fizika BSc hallgatoknak, optikai mérések, heti 4 6ra)
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